Titano oksido plony sluoksniy, suformuoty naudojant atominio storio sluoksnio nusodinimo
technologija, kristalizacijos ir optiniy savybiy tyrimas
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Dielektriniai veidrodziai, skaidrinanc¢ios dangos,
poliarizatoriai ar jvairiis filtrai yra daugiasluoksnés plony
sluoksniy struktiiros, susidedancios i§ auks$to ir zemo
1GZio rodiklio medziagy plony sluoksniy. Tokios dangos
yra pla¢iai naudojamos lazeriuose ir lazerinése sistemose
[1]. Optiniy dangy paZaidos lazerio spinduliuotei
slenkstis priklauso nuo plony sluoksniy medZiagos
charakteristiky, dengimo technologiniy parametry,
vidinés sluoksniy struktiiros ir pavir§iaus kokybés.
Siekiant gauti aukstos optinés kokybés sluoksnius, turi
biti minimizuoti sklaidos ir sugerties nuostoliai [2]. Tali
galima pasiekti optimizuojant dengimo proceso
technologinius parametrus. Viena i$ pladiai naudojamy
auksto luzio rodiklio medziagy optiniy dangy gamybai
yra titano oksidas TiO; arba jo suboksidai Ti2Os ir Ti2O.

Siame darbe titano oksido ploni sluoksniai buvo
nusodinti  naudojant atominio  storio  sluoksnio
nusodinimo technologija (ALD — angl. k. atomic layer
deposition). Lyginant su jprastinémis optiniy dangy
nusodinimo technologijomis ALD pasizymi griezta
auginamo sluoksnio storio kontrole bei galimybe
nusodinti dangg ant sudétingos formos pagrindy. Titano
oksido  sintezei buvo  naudojamas  pirmtakas
tetrakisdimetilaminotitanas, o oksidacijai naudojama
deguonies plazma, vanduo arba ozonas. Ploni sluoksniai
buvo nusodinti dvejose skirtingose temperatiirose —
65 °C ir 150 °C. Suformuotiems titano oksido
monosluoksniams buvo nustatytos optinés
charakteristikos — ldzio rodiklio ir absorbcijos
koeficiento dispersijos, optiniai nuostoliai, paviriaus
SiurkStumas ir augimo greitis. Buvo istirti morfologijos,
sluoksnio storio ir optiniy savybiy pokyciai atkaitinus
bandinius  skirtingose  temperatirose.  Sluoksniy
pavirSiaus morfologijai ir Siurk§tumui nustatyti buvo
naudoti atominiy jégy mikroskopijos (AFM — angl. k.
atomic force microscopy) matavimai. Augimo greiciai ir
sluoksniy storiai buvo nustatyti naudojant optinio
pralaidumo ir kvarcinio kristalo mikrosvarstykliy
matavimus. Optinés savybés buvo jvertintos i$
pralaidumo ir atspindzio spektry.

Titano oksido monosluoksniy morfologija ir optinés
savybés priklauso nuo proceso technologiniy parametry
bei atkaitinimo temperatiros. Ploni sluoksniai, nusodinti
naudojant oksidatoriumi ozong ar vandenj, yra amorfiniai
ir mazesnio tankio, zemesnio lizio rodiklio. Didinant Siy
sluoksniy atkaitinimo temperatiirg, jie tankéja ir didé¢ja
luzio rodiklis (1 pav.). AukStesnése temperatiirose,
pradéjus  formuotis  mikrokristalitams  pastebéti
pavirSiaus morfologijos ir SiurkStumo pokyciai, iSauga

optiniai nuostoliai. Titano oksido liiZzio rodiklio didéjimo
aukStesnése nusodinimo temperatiirose tendencija yra
panasi | ankstesniuose tyrimuose paskelbtus rezultatus
[3.4].
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1 pav. Titano oksido ltzio rodiklio dispersijy
priklausomybé nuo atkaitinimo temperatiiros.

Reiksminiai ZodzZiai: optinés dangos, luzio rodiklis,
kristalizacija, optiniai nuostoliai.
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